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(57)【要約】
【課題】簡便にかつ短時間で精度の高いパターニングを
行い、高性能の有機ＥＬ表示体装置を製造する技術を提
供する。
【解決手段】発光体形成用の材料液の製造方法であって
、シート状基材(1)の少なくとも一面に、剥離層と発光
性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第１の工程
と、前記シート状基材を第１有機溶媒(3)に浸漬し、前
記基材から前記発光性有機化合物層を随時剥離し微細化
することで、発光体粒子を形成する第２の工程と、前記
発光体粒子を含有する前記第１有機溶媒を用いて発光体
形成用の材料液を調整する第３工程と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第
１の工程と、
　前記発光体層を前記基材の一面から剥離し微細化する第２の工程と、
　を有することを特徴とする発光体粒子の製造方法。
【請求項２】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項１記載の発光体粒子の製造方
法。
【請求項３】
　前記第２の工程において、前記発光体層に超音波を印加し、剥離、微細化することを特
徴とする請求項１または２記載の発光体粒子の製造方法。
【請求項４】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第
１の工程と、
　前記発光体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、発光体粒子を形成する第
２の工程と、
　前記発光体粒子に第２有機溶媒を加え発光体形成用の材料液を調整する第３工程と、
　を有することを特徴とする発光体形成用の材料液の製造方法。
【請求項５】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項４記載の発光体形成用の材料
液の製造方法。
【請求項６】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第
１の工程と、
　前記発光体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、発光体粒子を形成する第
２の工程と、
　前記発光体粒子に第２有機溶媒を加え材料液を調整する第３工程と、
　前記材料液を基板上に滴下し固化することで、発光層を形成する第４工程と、
　を有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２の工程は、前記発光体層を剥ぎ取りながら微細化する工程であることを特徴と
する請求項６記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項８】
　シート状基材の少なくとも一面に、剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形
成する第１の工程と、
　前記シート状基材を第１有機溶媒に浸漬し、前記剥離層から前記発光性有機化合物層の
一部分を随時剥離し微細化することで、発光体粒子を形成する第２の工程と、
　前記発光体粒子を含有する前記第１有機溶媒を用いて材料液を調整する第３工程と、
　前記材料液を基板上に滴下し固化することで、発光層を形成する第４工程と、
　を有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第４工程は、液滴吐出法により前記基板上の所望の領域に前記材料液を吐出し、固
化することで、発光層を形成することを特徴とする請求項６乃至８のいずれか一項記載の
有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項記載
の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至３のいずれか一項記載の発光体粒子の製造方法または請求項４乃至５のい
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ずれか一項記載の発光体形成用の材料液の製造方法により形成された発光体粒子または材
料液を用いて発光層を形成する工程を有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方
法。
【請求項１２】
　剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層が形成された基材から前記発光体層を剥
離し微細化してなる発光体粒子であって、
　各粒子がリーフ形状であることを特徴とする発光体粒子。
【請求項１３】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項１２記載の発光体粒子。
【請求項１４】
　請求項１２または１３記載の発光体粒子を含有することを特徴とする材料液。
【請求項１５】
　請求項１４記載の材料液を固化してなる発光層を有することを特徴とする有機ＥＬ表示
装置。
【請求項１６】
　前記発光層中の発光性有機化合物の分子量は、１０００以下であることを特徴とする請
求項１５記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１７】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層
を形成する第１の工程と、
　前記積層体層を前記基材の一面から剥離し微細化する第２の工程と、
　を有することを特徴とする電荷移動体形成用の有機化合物粒子の製造方法。
【請求項１８】
　前記第２の工程において、前記積層体層に超音波を印加することを特徴とする請求項１
７記載の電荷移動体形成用の有機化合物粒子の製造方法。
【請求項１９】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項１７または１８記載の電荷移
動体形成用の有機化合物粒子の製造方法。
【請求項２０】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層
を形成する第１の工程と、
　前記積層体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、有機化合物粒子を形成す
る第２の工程と、
　前記有機化合物粒子に第２有機溶媒を加え電荷移動体形成用の材料液を調整する第３工
程と、
　を有することを特徴とする電荷移動体形成用の材料液の製造方法。
【請求項２１】
　前記第２の工程は、前記積層体層を剥ぎ取りながら微細化する工程であることを特徴と
する請求項２０記載の電荷移動体形成用の材料液の製造方法。
【請求項２２】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項２０または２１記載の電荷移
動体形成用の材料液の製造方法。
【請求項２３】
　基材の少なくとも一面に、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層
を形成する第１の工程と、
　前記積層体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、有機化合物粒子を形成す
る第２の工程と、
　前記有機化合物粒子に第２有機溶媒を加え材料液を調整する第３工程と、
　前記材料液を基板上に滴下し固化することで、電荷移動層を形成する第４工程と、
　を有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
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【請求項２４】
　シート状基材の少なくとも一面に、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む
積層体層を形成する第１の工程と、
　前記シート状基材を第１有機溶媒に浸漬し、前記剥離層から前記有機化合物層の一部分
を随時剥離し微細化することで、有機化合物粒子を形成する第２の工程と、
　前記有機化合物粒子を含有する前記第１有機溶媒を用いて材料液を調整する第３工程と
、
　前記材料液を基板上に滴下し固化することで、電荷移動層を形成する第４工程と、
　を有することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第４工程は、液滴吐出法により前記基板上の所望の領域に前記材料液を吐出し、固
化することで、電荷移動層を形成することを特徴とする請求項２３または２４記載の有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか一項
記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２７】
　請求項１７乃至１９のいずれか一項記載の電荷移動体形成用の有機化合物粒子の製造方
法または請求項２０乃至２２のいずれか一項記載の電荷移動体形成用の材料液の製造方法
により形成された有機化合物粒子または材料液を用いて電荷移動層を形成する工程を有す
ることを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２８】
　剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層が形成された基材から前記
積層体層を剥離し微細化してなる有機化合物粒子であって、
　各粒子がリーフ形状であることを特徴とする有機化合物粒子。
【請求項２９】
　前記剥離層は、ワックス層であることを特徴とする請求項２８記載の有機化合物粒子。
【請求項３０】
　請求項２８または２９記載の有機化合物粒子を含有することを特徴とする材料液。
【請求項３１】
　請求項３０記載の材料液を固化してなる電荷移動層を有することを特徴とする有機ＥＬ
表示装置。
【請求項３２】
　前記電荷移動層中の有機化合物の分子量は、１０００以下であることを特徴とする請求
項３１記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光体粒子の製造方法等、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス、Electro-
Luminescence）表示装置の製造技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ材料を使用した発光装置は低消費電力で発光効率が高いため照明用途としての
利用が進んでいる。
【０００３】
　また、有機ＥＬ材料を使用した有機発光層を特定形状に形成することにより製造された
有機ＥＬ表示装置は視認性、応答速度、寿命、消費電力の点で優れており、将来はプラズ
マ発光表示装置や液晶表示装置に代わる薄型ディスプレイの主流となることが期待されて
いる。
【０００４】
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　しかしながら、特に有機ＥＬ表示装置の製造においては様々な課題を有しているのが現
状である。例えば、蒸着法により特定の形状の有機発光層を形成する場合には、対応する
形状のマスクが必要であり、工程が複雑で装置も大掛かりなものになる。また蒸発させた
有機材料の数％～数十％程度しか利用できないため、高価な有機材料がムダになってしま
い、製造コストも高いものとなってしまう。
【０００５】
　そこで、インクジェット法により特定の形状の発光層を形成し、材料のムダを低減する
ことが検討されている（例えば、下記特許文献１および２参照）。
【特許文献１】特開平１０－１２３７７号公報
【特許文献２】特開平１０－１５３９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、インクジェットヘッドで発光性有機化合物を吐出するための液体を得る
ためには、有機溶剤に溶解する比較的高分子の発光性有機化合物を使用する必要がある。
このため、使用できる材料が限定されてしまい、長寿命の表示装置を得ることが困難であ
った。
【０００７】
　また、上記有機発光層のみならず、有機ＥＬ表示装置に用いられる正孔輸送層、電子輸
送層、正孔注入層や電子注入層なども、上記蒸着法による材料のムダやインクジェット法
を用いる際の、使用できる材料が限定され、低電圧で電荷を大量に注入・輸送できる層を
製造することが困難であるという同様の問題が生じていた。
【０００８】
　そこで、本発明に係る具体的態様は、簡便にかつ短時間で精度の高いパターニングを行
い、高性能の有機ＥＬ表示体装置を製造する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）本発明に係る発光体粒子の製造方法は、基材の少なくとも一面に、剥離層と発光
性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第１の工程と、前記発光体層を前記基材の一
面から剥離し微細化する第２の工程と、を有する。かかる方法によれば、簡易に特性の良
い発光体粒子を形成することができる。
【００１０】
　例えば、前記第２の工程は、前記発光体層を剥ぎ取りながら微細化する工程である。こ
の工程は、例えば、シート状基材を有機溶媒に浸漬するなどして、化学的に行ってもよい
。また、へら状部材により機械的（物理的）に行ってもよい。また、例えば、前記第２の
工程において、前記発光体層に超音波を印加してもよい。かかる方法によれば、超音波に
より剥離および微細化が促進される。
【００１１】
　例えば、前記剥離層は、樹脂で形成され、中でもワックスで形成することが好ましい。
【００１２】
　（２）本発明に係る発光体形成用の材料液の製造方法は、基材の少なくとも一面に、剥
離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第１の工程と、前記発光体層を前
記基材の一面から剥離し微細化することで、発光体粒子を形成する第２の工程と、前記発
光体粒子に第２有機溶媒を加え発光体形成用の材料液を調整する第３工程と、を有する。
かかる方法によれば、簡易に特性の良い発光体形成用の材料液を形成することができる。
【００１３】
　例えば、前記剥離層は、樹脂で形成され、中でもワックスで形成することが好ましい。
【００１４】
　（３）本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基材の少なくとも一面に、剥離層
と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第１の工程と、前記発光体層を前記基
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材の一面から剥離し微細化することで、発光体粒子を形成する第２の工程と、前記発光体
粒子に第２有機溶媒を加え材料液を調整する第３工程と、前記材料液を基板上に滴下し固
化することで、発光層を形成する第４工程と、を有する。かかる方法によれば、簡易に特
性の良い発光層を形成することができる。また、発光性有機化合物として種々の材料を用
いることができ、例えば、有機溶媒に溶解（分散）し難い低分子量の材料を用いることが
可能となる。
【００１５】
　例えば、前記第２の工程は、前記発光体層を剥ぎ取りながら微細化する工程である。こ
の工程は、例えば、シート状基材を有機溶媒に浸漬するなどして、化学的に行ってもよい
。また、へら状部材により機械的（物理的）に行ってもよい。また、例えば、前記第２の
工程において、前記発光体層に超音波を印加してもよい。かかる方法によれば、超音波に
より剥離および微細化が促進される。
【００１６】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、シート状基材の少なくとも一面に、剥離
層と発光性有機化合物層とを含む発光体層を形成する第１の工程と、前記シート状基材を
第１有機溶媒に浸漬し、前記剥離層から前記発光性有機化合物層の一部分を随時剥離し微
細化することで、発光体粒子を形成する第２の工程と、前記発光体粒子を含有する前記第
１有機溶媒を用いて材料液を調整する第３工程と、前記材料液を基板上に滴下し固化する
ことで、発光層を形成する第４工程と、を有する。かかる方法によれば、粒子のリーフ効
果により簡易に特性の良い発光層を形成することができる。また、発光性有機化合物とし
て種々の材料を用いることができ、例えば、有機溶媒に溶解（分散）し難い低分子量の材
料を用いることが可能となる。また、第１有機溶媒を利用することで、短工程で発光層を
形成するを調整することができる。
【００１７】
　例えば、前記第４工程は、液滴吐出法により前記基板上の所望の領域に前記材料液を吐
出し、固化することで、発光層を形成する。このように液滴吐出法を用いることで、低コ
ストで特性の良い発光層を形成することができる。
【００１８】
　例えば、前記剥離層は、樹脂で形成され、中でもワックスで形成することが好ましい。
【００１９】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記発光体粒子の製造方法または上記発
光体形成用の材料液の製造方法により形成された発光体粒子または材料液を用いて発光層
を形成する工程を有する。かかる方法によれば、粒子のリーフ効果により簡易に特性の良
い発光層を形成することができる。
【００２０】
　（４）本発明に係る発光体粒子は、剥離層と発光性有機化合物層とを含む発光体層が形
成された基材から前記発光体層を剥離し微細化してなる発光体粒子であって、各粒子がリ
ーフ形状（または鱗片状ともいう）である。かかる構成によれば、発光体形成用として良
好な材料となる。
【００２１】
　例えば、前記剥離層は、樹脂などからなり、中でも好ましくはワックスよりなる。
【００２２】
　本発明に係る材料液は、上記発光体粒子を含有する。かかる構成によれば、発光体形成
用として良好な材料となる。
【００２３】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、上記材料液を固化してなる発光層を有する。かかる
構成によれば、粒子のリーフ効果により簡易に特性の良い発光層となる。
【００２４】
　例えば、前記発光層中の発光性有機化合物の分子量は、１０００以下である。このよう
に、有機溶媒に溶解（分散）し難い低分子量の材料を発光層として用いることで装置特性
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が向上する。
【００２５】
　（５）本発明に係る電荷移動体形成用の有機化合物粒子の製造方法は、基材の少なくと
も一面に、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層を形成する第１の
工程と、前記積層体層を前記基材の一面から剥離し微細化する第２の工程と、を有する。
かかる方法によれば、簡易に特性の良い電荷移動体形成用の有機化合物粒子を形成するこ
とができる。
【００２６】
　例えば、前記第２の工程は、前記積層体層を剥ぎ取りながら微細化する工程である。こ
の工程は、例えば、シート状基材を有機溶媒に浸漬するなどして、化学的に行ってもよい
。また、へら状部材により機械的（物理的）に行ってもよい。また、例えば、前記第２の
工程において、前記積層体層に超音波を印加してもよい。かかる方法によれば、超音波に
より剥離および微細化が促進される。
【００２７】
　例えば、前記剥離層は、樹脂で形成され、中でもワックスで形成することが好ましい。
【００２８】
　（６）本発明に係る電荷移動体形成用の材料液の製造方法は、基材の少なくとも一面に
、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層を形成する第１の工程と、
前記積層体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、有機化合物粒子を形成する
第２の工程と、前記有機化合物粒子に第２有機溶媒を加え電荷移動体形成用の材料液を調
整する第３工程と、を有する。かかる方法によれば、簡易に特性の良い電荷移動体形成用
の材料液を形成することができる。
【００２９】
　例えば、前記剥離層は、樹脂などで形成され、中でもワックスで形成することが好まし
い。
【００３０】
　また、前記第２の工程は、前記積層体層を剥ぎ取りながら微細化する工程である。この
工程は、例えば、シート状基材を有機溶媒に浸漬するなどして、化学的に行ってもよい。
また、へら状部材により機械的（物理的）に行ってもよい。また、例えば、前記第２の工
程において、前記積層体層に超音波を印加してもよい。かかる方法によれば、超音波によ
り剥離および微細化が促進される。
【００３１】
　（７）本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基材の少なくとも一面に、剥離層
と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層を形成する第１の工程と、前記積層
体層を前記基材の一面から剥離し微細化することで、有機化合物粒子を形成する第２の工
程と、前記有機化合物粒子に第２有機溶媒を加え材料液を調整する第３工程と、前記材料
液を基板上に滴下し固化することで、電荷移動層を形成する第４工程と、を有する。かか
る方法によれば、簡易に特性の良い電荷移動層を形成することができる。また、電荷移動
性を有する有機化合物として種々の材料を用いることができ、例えば、有機溶媒に溶解（
分散）し難い低分子量の材料を用いることが可能となる。
【００３２】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、シート状基材の少なくとも一面に、剥離
層と電荷移動性を有する有機化合物層とを含む積層体層を形成する第１の工程と、前記シ
ート状基材を第１有機溶媒に浸漬し、前記剥離層から前記有機化合物層の一部分を随時剥
離し微細化することで、有機化合物粒子を形成する第２の工程と、前記有機化合物粒子を
含有する前記第１有機溶媒を用いて材料液を調整する第３工程と、前記材料液を基板上に
滴下し固化することで、電荷移動層を形成する第４工程と、を有する。かかる方法によれ
ば、粒子のリーフ効果により簡易に特性の良い電荷移動層を形成することができる。また
、電荷移動性を有する有機化合物として種々の材料を用いることができ、例えば、有機溶
媒に溶解（分散）し難い低分子量の材料を用いることが可能となる。また、第１有機溶媒
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を利用することで、短工程で電荷移動層を形成する材料液を調整することができる。
【００３３】
　例えば、前記第４工程は、液滴吐出法により前記基板上の所望の領域に前記材料液を吐
出し、固化することで、電荷移動層を形成する。
【００３４】
　例えば、前記剥離層は、樹脂などで形成され、中でもワックスで形成することが好まし
い。
【００３５】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記電荷移動体形成用の有機化合物粒子
の製造方法または上記電荷移動体形成用の材料液の製造方法により形成された有機化合物
粒子または材料液を用いて電荷移動層を形成する工程を有する。かかる方法によれば、粒
子のリーフ効果により簡易に特性の良い電荷移動層を形成することができる。
【００３６】
　（８）本発明に係る有機化合物粒子は、剥離層と電荷移動性を有する有機化合物層とを
含む積層体層が形成された基材から前記積層体層を剥離し微細化してなる有機化合物粒子
であって、各粒子がリーフ形状（または鱗片状ともいう）である。かかる構成によれば、
電荷移動体形成用として良好な材料となる。
【００３７】
　例えば、前記剥離層は、樹脂などからなり、中でも好ましくはワックスよりなる。
【００３８】
　本発明に係る材料液は、上記有機化合物粒子を含有する。かかる構成によれば、電荷移
動体形成用として良好な材料となる。
【００３９】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、上記材料液を固化してなる電荷移動層を有する。か
かる構成によれば、粒子のリーフ効果により簡易に特性の良い電荷移動層となる。
【００４０】
　例えば、前記電荷移動層中の有機化合物の分子量は、１０００以下である。このように
、有機溶媒に溶解（分散）し難い低分子量の材料を電荷移動層として用いることで装置特
性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　＜実施の形態１＞
　本実施の形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、以下の第１～第４の工程を有する。こ
のうち、第１の工程および第２の工程が、発光体粒子（複合化発光体粒子）の製造工程に
、第３工程が、インク（材料液）の製造工程に、第４工程が、有機ＥＬ表示装置の製造工
程に対応する。
【００４２】
　（第1の工程）
　図１は、本実施の形態の第１の工程を示す断面図である。図１（Ａ）～（Ｃ）に示すよ
うに、シート状基材１上に、少なくとも剥離層１１と発光性有機化合物層１３からなる発
光体層を形成する。
【００４３】
　（シート状基材）
　本工程に使用されるシート状基材１としては、特に限定されないが、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート，ポリエチレ
ンナフタレート等のポリエステルフイルム、６６ナイロン、６ナイロン等のポリアミドフ
イルム、ポリカーボネートフイルム、トリアセテートフイルム、ポリイミドフイルム等の
離型性フィルムが挙げられる。
【００４４】
　好ましいシート状基材１としては、ポリエチレンテレフタレートまたはその共重合体が
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【００４５】
　これらのシート状基材１の厚さは、特に限定されないが、１０μｍ以上１５０μｍ以下
が好ましい。１０μｍ以上であれば、工程等で取り扱い性に問題がなく、１５０μｍ以下
であれば、柔軟性に富み、ロール化、剥離等に問題がない。
【００４６】
　（剥離層）
　本工程に用いられる剥離層１１は、後述の発光性有機化合物層１３のアンダーコート層
であり、シート状基材１の一面と発光性有機化合物層１３との剥離性を向上させるための
層である。従って、当該剥離層材料としては特に限定されるものではないが、各種樹脂、
例えば、水や有機溶剤に溶解し易い樹脂、具体的にはセルロース誘導体、ポリビニルアル
コール、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルブ
チラール、アクリル酸共重合体又は変性ナイロン樹脂等を用いることが好ましい。
【００４７】
　剥離層１１の形成は、一般的に用いられるグラビア塗布、ロール塗布、ブレード塗布、
エクストルージョン塗布、ディップ塗布、スピンコート等により形成される。塗布・乾燥
後必要であれば、カレンダー処理により、表面の平滑化を行ってもよい。この場合、塗布
液には粘度調節剤等の添加剤を含有させることもできる。
【００４８】
　剥離層１１の厚さは、特に限定されないが、０．５μｍ以上５０μｍ以下の範囲が好ま
しい。０．５μｍ未満では機械的強度が不足であり、５０μｍを超えると強度が高くなり
過ぎるため後述の剥離・微細化処理が困難となる場合がある。
【００４９】
　（発光性有機化合物層）
　本工程に用いられる発光性有機化合物層１３は、発光性有機化合物として、蛍光材料、
あるいは燐光材料が用いられ、特に、燐光材料は発光効率の点で好ましい。また、低分子
タイプの材料、例えば、分子量１０００以下の材料が発光効率、寿命の点で好ましい。
【００５０】
　発光性有機化合物は、具体的には以下に示す有機化合物（化学構造式（１）～（１９）
）が例として挙げられる。このような化合物は、１種または２種以上混合して用いること
ができる。
【００５１】
【化１】

【００５２】
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【化２】

【００５３】
【化３】

【００５４】
【化４】

【００５５】
【化５】

【００５６】
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【化６】

【００５７】

【化７】

【００５８】

【化８】

【００５９】
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【化９】

【００６０】
【化１０】

【００６１】
【化１１】

【００６２】
【化１２】

【００６３】
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【化１３】

【００６４】

【化１４】

【００６５】
【化１５】

【００６６】
【化１６】

【００６７】
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【化１７】

【００６８】
【化１８】

【００６９】

【化１９】

【００７０】
　これらの有機化合物（発光材料）を真空チャンバー内にセットし、抵抗加熱により昇華
、蒸発させて上記剥離層１１を形成したシート状基板１の一面に成膜する（図１（Ｃ））
。このような、いわゆる真空蒸着法により発光有機化合物層１３を形成することが好まし
い。その他の成膜方法としては、イオンプレーティング又はスパッタリング法等が挙げら
れる。
【００７１】
　また、発光性有機化合物層１３の厚さは５ｎｍ以上２００ｎｍ以下、より好ましくは１
０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【００７２】
　これら、少なくとも剥離層１１と発光性有機化合物層１３からなる発光体層を形成する
工程を第１の工程という。
【００７３】
　（第２の工程）
　本工程においては、上記第１の工程で形成された剥離層１１と発光性有機化合物層１３
からなる発光体層を、剥離層１１を境界として上記シート状基材１より剥離し、微細化す
ることにより、発光体粒子を得る。
【００７４】
　剥離・微細化処理法としては、特に限定されないが、上記発光体層をスキージ等のへら
状部材によって機械的に剥ぎ取る方法や、有機溶媒（剥離液）中に浸漬し、剥離層１１を
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溶解するなどしてリフトオフ的に剥離するとともに、微細化（リーフ化）を行う方法、さ
らには有機溶媒（剥離液）中に浸漬すると同時に超音波処理を行い、微細化を促進する方
法等がある。超音波処理の他、サンドミル、アトマイザー、ナノマイザー等で微細化を促
進してもよい。
【００７５】
　また、得られた発光体粒子を有機溶剤で洗浄し、粒子に付着した樹脂を除去する処理を
施してもよい。
【００７６】
　これら、発光体層をシート状基材１から剥離して発光体粒子を製造する工程を第２の工
程という。
【００７７】
　（第３の工程）
　本工程においては上記第２の工程で得られた発光体粒子を、分散媒中に分散させ、分散
液を調整する。上記スキージなどによって機械的に剥ぎ取ることにより形成された発光体
粒子を分散媒中に添加する。また、第２工程において液体中で発光体層をシート状基材か
ら剥離するとともに、超音波処理等で粉砕した場合は、当該液体を分散液としてもよい。
さらに、当該分散液に対して適宜ろ過処理や遠心分離処理などにより粗大粒子を除去し、
粒子径分布を狭くする処理を施しても良い。
【００７８】
　発光体粒子の平均粒子径としては、例えば、ナノトラックＵＰＡシリーズ（マイクロト
ラック社製）に代表される動的光散乱法による粒度分布測定装置で測定した場合の５０％
体積平均粒子径が、０．０５μｍ以上３μｍ以下程度が好ましい。５０％体積平均粒子径
とは、一つの粉体の集合を仮定し、その粒度分布が求められている場合、その粉体の集団
の全体積を１００％として累積カーブを求めたとき、その累積カーブが所定の割合（ここ
では、５０％）となる点の粒子径をいう。
【００７９】
　また、必要に応じて界面活性剤や樹脂等の分散剤を添加して分散処理を施しても良い。
この場合、界面活性剤や樹脂が保護コロイドとなり、分散安定性を向上させることができ
る。
【００８０】
　これら発光体粒子を分散媒中に分散し、発光体粒子の分散液を製造する工程を第３の工
程という。
【００８１】
　ここで、第２の工程を液体中で行う場合には、前述の通り第３の工程を第２の工程と同
時に実施することも可能である。
【００８２】
　（第４の工程）
　本工程においては、上記第３の工程によって製造された発光体粒子の分散液を少なくと
も含むインク（材料液、吐出液）を用いて、所定の形状の有機発光層を形成する。この有
機発光層は、フォトリソグラフ法、スクリーン印刷法またはインクジェット法等により、
形成することができる。特に、インクジェット法によれば、低コストで大型基板にも容易
に対応できるため、より好ましい。
【００８３】
　ここでは、上記インクをインクジェットヘッド（液滴吐出装置）から吐出させて、有機
ＥＬ装置を構成する画素を形成する。例えば、赤色、緑色、青色の３原色、またはその中
間色などのうち、少なくとも１色のインクを所定の領域に吐出する。インクジェット法に
よれば、微細な領域への吐出を簡易に短時間で行うことができ、インクの吐出量の調整も
容易に行うことができる。よって、膜の性状や発色バランス、輝度等の発色性能を容易か
つ自由にコントロールすることができる。
【００８４】
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　上記インクとしては、発光体粒子の分散液をそのままインクジェットヘッドに充填し、
特定の領域に吐出してもよいが、ノズル口での乾燥や凝固などを防ぐため、保湿剤を添加
しても良い。保湿剤としては、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ
ール、ポリエチレングリコール、ポリグリセロールなどの多価アルコール類、マルチトー
ル、キシリトール、ソルビトールなどの糖類などを用いることができる。また、これらを
１種、または２種以上混合させてもよい。
【００８５】
　その他、被膜安定化剤として、樹脂エマルジョンや界面活性剤、レベリング剤等も添加
できる。また、ｐＨ調整剤、防腐剤、防錆剤などを添加してもよい。
【００８６】
　以下に本実施の形態を実施例によって更に具体的に説明するが、もちろん本発明の範囲
はこれらによって限定されるものではない。
【００８７】
　〔実施例１〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴ（Polyethylene Terephthalate、ポリエチレン・テレフタレー
ト）フィルム上に、次の組成の樹脂塗布液をスピンコート法によって塗布・乾燥し、剥離
層を形成した。
【００８８】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成を表１に示す。ｗｔ％は、重量％を意味する。
【００８９】
【表１】

【００９０】
　（塗布条件）
　表１に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層１
１を形成した。
【００９１】
　コート条件：５００ｒｐｍで１０秒間回転後、２，０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間
　この条件にて形成した剥離層１１の厚さは１０μｍであった。
【００９２】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記剥離層１１上に、表２に示す材料を用いて、膜厚２０ｎｍ程度の各種蒸着層（赤色
、青色および緑色の発光性有機化合物層１３）を形成した。使用装置を以下に示す。表２
に示すように、赤色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１０）と（１３）
の化合物をそれぞれ９８ｗｔ％、２ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜
した。青色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１１）を１００ｗｔ％用い
た材料により成膜し、緑色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１０）と（
１２）をそれぞれ９８．５ｗｔ％、１．５ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法によ
り成膜した。
【００９３】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
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【００９４】
【表２】

【００９５】
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および発光性有機化合物層１３よりなる発光体層を
有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）をジエチレングリコールジエチルエーテル中に
浸漬し、超音波を加えることにより、剥離、微細化を行った。
【００９６】
　さらに適宜有機溶剤を添加して、赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子のインクとした
。
【００９７】
　各発光体粒子含有インクの組成を表３に示す。
【００９８】

【表３】

【００９９】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　図２は、有機ＥＬ表示装置の製造工程を示す断面図である。上記赤色用、青色用、緑色
用の発光体粒子含有インクを用いて、図２（Ａ）～図２（Ｅ）に示す工程で有機ＥＬ表示
装置を製造した。
【０１００】
　ガラス基板１０４上にＩＴＯ（インジウムティンオキサイド、Indium Tin Oxide）膜を
０．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソグラフィ法により略１００μｍ角に
パターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用の透明画素電極１０１、緑色画素用
の透明画素電極１０２、および青色画素用の透明画素電極１０３を形成する（図２（Ａ）
）。次に、これらの透明画素電極上に、樹脂ブラックレジストを塗布し、フォトリソグラ
フィ法により電極間上に樹脂ブラックレジスト層１０５を形成する（図２（Ｂ））。この
樹脂ブラックレジスト層１０５は、各透明画素電極間を埋め、光遮断層とインク垂れ防止
用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、幅２０μｍ、厚さ２．
０μｍとした。
【０１０１】
　さらに、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から各色のインク２２を
それぞれ所望の領域に吐出する（図２（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気下で１５０℃、４時
間加熱処理し、インク中の溶媒を除去することにより、赤色の有機発光層１０６、緑色の
有機発光層１０７、青色の有機発光層１０８を形成した。
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【０１０２】
　次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより
０．１μｍ程度の電子輸送層１０９を形成した（図２（Ｄ））。この電子輸送層１０９は
、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極からの発光部分を遠ざけることによって電極
消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与する。
【０１０３】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ（アル
ミニウムとリチウムの合金）膜を蒸着法により形成した（図２（Ｅ））。この対向電極１
１０は、反射板としての機能も有する。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した
。
【０１０４】
　〔実施例２〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、次の組成の樹脂塗布液をス
ピンコート法によって塗布・乾燥し、剥離層１１を形成した。
【０１０５】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成を表４に示す。
【０１０６】
【表４】

【０１０７】
　（塗布条件）
　表４に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層１
１を形成した。
【０１０８】
　コート条件：５００ｒｐｍで５秒間回転後、２０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間。
【０１０９】
　この条件にて形成した剥離層１１の厚さは８μｍであった。
【０１１０】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記剥離層１１上に、表５に示す材料を用いて、膜厚４０ｎｍ程度の各種蒸着層（赤色
、青色および緑色の発光性有機化合物層１３）を形成した。使用装置を以下に示す。表５
に示すように、赤色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１８）と（３）を
それぞれ９５ｗｔ％、５ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。青色
の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１８）と（７）をそれぞれ９２ｗｔ％
、８ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。緑色の発光性有機化合物
層１３としては、化学構造式（１８）と（５）をそれぞれ９５ｗｔ％、５ｗｔ％の割合で
混合した材料を用い蒸着法により成膜した。
【０１１１】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
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【０１１２】
【表５】

【０１１３】
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および発光性有機化合物層１３よりなる発光体層を
有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）をスキージにて剥ぎ取り、発光体粒子を得た。
【０１１４】
　得られた発光体粒子をイソプロピルアルコールにて洗浄した後、分散剤、有機溶剤およ
び界面活性剤と混合して、サンドミル（安川製作所社製）で、ガラスビーズ（直径１．７
ｍｍ、混合物の１．５倍量（重量））とともに２時間分散処理を行った。
【０１１５】
　ガラスビーズを取り除き、以下の条件下で遠心分離を行い、粗大粒子を除去した。得ら
れた発光体粒子を表６に示す組成で溶媒に添加し、赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子
含有インクとした。
【０１１６】
　遠心分離条件：１０，０００ｒｐｍ×３０ｍｉｎ
【０１１７】
【表６】

【０１１８】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　上記赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子含有インクを用いて、前述の図２（Ａ）～図
２（Ｅ）に示す工程で有機ＥＬ表示装置を製造した。ガラス基板１０４上にＩＴＯ膜を０
．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソグラフィ法により略１００μｍ角にパ
ターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用の透明画素電極１０１、緑色画素用の
透明画素電極１０２、および青色画素用の透明画素電極１０３を形成する（図２（Ａ））
。次に、これらの透明画素電極上に、α－ＮＰＤ（N,N'-ジナフチル-N,N'-ジフェニル4,4
'-ジアミノビフェニル）層を真空蒸着により、厚さ０．０５μｍ程度形成し、正孔輸送層
（図示せず）とする。次いで、正孔輸送層（透明画素電極）上に、樹脂ブラックレジスト
を塗布し、フォトリソグラフィ法により電極間上に樹脂ブラックレジスト層１０５を形成
する（図２（Ｂ））。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、各透明画素電極間を埋め、
光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブラックレジスト層１０５
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は、幅２０μｍ、厚さ２．０μｍとした。
【０１１９】
　さらに、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から各色のインク２２を
それぞれ所望の領域に吐出する（図２（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気下で１５０℃、４時
間加熱処理し、インク中の溶媒を除去することにより、赤色の有機発光層１０６、緑色の
有機発光層１０７、青色の有機発光層１０８を形成した。
【０１２０】
　次に、正孔が流れ出ることことを防止する目的で、ＢＣＰ（2,9-ジメチル-4,7 ジフェ
ニル-1,10-フェナントロリン)を真空蒸着により０．０３μｍ程度形成し、正孔阻止層（
図示せず）とする。さらに、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空
蒸着することにより０．１μｍの電子輸送層１０９を形成した（図２（Ｄ））。この電子
輸送層１０９は、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極からの発光部分を遠ざけるこ
とによって電極消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与する。
【０１２１】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図２（Ｅ））。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有す
る。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０１２２】
　〔実施例３〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム上に、次の組成の樹脂塗布液をスピンコート法によっ
て塗布・乾燥し、剥離層１１を形成した。
【０１２３】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成は前述の表４と同様である。
【０１２４】
　（塗布条件）
　表４に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層を
形成した。
【０１２５】
　コート条件：５００ｒｐｍで５秒間回転後、２０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間。
【０１２６】
　この条件にて形成した剥離層の厚さは８μｍであった。
【０１２７】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記剥離層上に、前述の表２に示す材料を用いて、膜厚４０ｎｍ程度の各種蒸着層を形
成した。使用装置を以下に示す。
【０１２８】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および発光性有機化合物層１３よりなる発光体層を
有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）をイソプロピルアルコール中に浸漬し、超音波
を加えることにより、剥離、微細化を行った。
【０１２９】
　さらに適宜有機溶剤を添加して、赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子含有インクとし
た。
【０１３０】
　各インクの組成を表７に示す。
【０１３１】
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【０１３２】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　上記赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子含有インクを用いて、前述の図２（Ａ）～図
１（Ｅ）に示す工程で有機ＥＬ表示装置を製造した。ガラス基板１０４上にＩＴＯ膜を０
．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソグラフィ法により略１００μｍ角にパ
ターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用の透明画素電極１０１、緑色画素用の
透明画素電極１０２、および青色画素用の透明画素電極１０３を形成する（図２（Ａ））
。次に、これらの透明画素電極上に、α－ＮＰＤ層を真空蒸着により、厚さ０．０５μｍ
程度形成し、正孔輸送層（図示せず）とする。次いで、正孔輸送層（透明画素電極）上に
、樹脂ブラックレジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により電極間上に樹脂ブラック
レジスト層１０５を形成する（図２（Ｂ））。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、各
透明画素電極間を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブ
ラックレジスト層１０５は、幅２０μｍ、厚さ２．０μｍとした。
【０１３３】
　さらに、インクジェットプリント装置２０のインクジェットヘッド２１から各色のイン
ク２２をそれぞれ所望の領域に吐出する（図２（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気下で１５０
℃、４時間加熱処理し、インク中の溶媒を除去することにより、赤色の有機発光層１０６
、緑色の有機発光層１０７、青色の有機発光層１０８を形成した。
【０１３４】
　次に、正孔が流れ出ることことを防止する目的で、ＢＣＰを真空蒸着により０．０３μ
ｍ程度形成し、正孔阻止層（図示せず）とする。さらに、ドーピングしていないアルミニ
ウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより０．１μｍの電子輸送層１０９を形成し
た（図２（Ｄ））。この電子輸送層１０９は、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極
からの発光部分を遠ざけることによって電極消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成
することに寄与する。
【０１３５】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図２（Ｅ））。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有す
る。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０１３６】
　〔評価〕
　実施例１から３で作成した有機ＥＬ表示装置の発光特性について、安定化処理後の初期
輝度を１００％とし、標準波形で一定の電流を印加して連続して発光させ、輝度の変化を
測定し、初期輝度に対し５０％に低下するまでの時間を測定して、発光寿命とをし、寿命
評価を行った。
【０１３７】
　その結果を表８に示す。実施例１および３においては、１００００時間を超える寿命を
確認できた。
【０１３８】
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【表８】

【０１３９】
　このように、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、工程の短縮化と設備の簡素化
が可能となると共に、高価な有機材料の利用効率を２倍以上に高めることができる。即ち
、蒸着法およびフォトリソグラフ法により所望の形状の発光性有機化合物層を形成する場
合には、不要な箇所にも蒸着膜が形成され利用効率が低下する。これに対し、上記方法で
は、製造コストも低くすることが可能となる。
【０１４０】
　また、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、低分子の化合物でも粒子状に成型す
ることができ、分散性よくインクとして使用することができる。即ち、比較的高分子の化
合物であれば種々の溶媒に分散できるが、低分子の化合物の場合、溶解性や分散性が悪く
インクとして使用し難かった。よって、低分子の発光性有機化合物の特性である良好な発
色バランスや輝度、長寿命であるという性質を活かすことが困難であったが、上記方法に
よれば、膜の性状や発色バランス、輝度等の発色性能を容易かつ自由にコントロールする
ことができる。
【０１４１】
　よって、上記発光体粒子を用いた有機ＥＬ表示装置は、広い色表現範囲を有し、長寿命
化が可能となるなど、装置特性の良好なものとなる。
【０１４２】
　＜実施の形態２＞
　本実施の形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、以下の第１～第５の工程を有する。こ
のうち、第１の工程および第２の工程が、発光体粒子の製造工程に、第３および第４工程
が、インク（材料液）の製造工程に、第５工程が、有機ＥＬ表示装置の製造工程に対応す
る。本実施の形態においては、実施の形態１で説明した剥離層としてワックス層１１Ａを
用いる。
【０１４３】
　（第1の工程）
　図３は、本実施の形態の第１の工程を示す断面図である。図３（Ａ）～（Ｃ）に示すよ
うに、シート状基材１上に、少なくともワックス層１１Ａと発光性有機化合物層１３から
なる発光体層を形成する。
【０１４４】
　（シート状基材）
　本工程に使用されるシート状基材１としては、特に限定されないが、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート，ポリエチレ
ンナフタレート等のポリエステルフイルム、６６ナイロン、６ナイロン等のポリアミドフ
イルム、ポリカーボネートフイルム、トリアセテートフイルム、ポリイミドフイルム等の
離型性フィルムが挙げられる。
【０１４５】
　好ましいシート状基材１としては、ポリエチレンテレフタレートまたはその共重合体が
挙げられる。
【０１４６】
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　これらのシート状基材１の厚さは、特に限定されないが、１０μｍ以上１５０μｍ以下
が好ましい。１０μｍ以上であれば、工程等で取り扱い性に問題がなく、１５０μｍ以下
であれば、柔軟性に富み、ロール化、剥離等に問題がない。
【０１４７】
　（ワックス層（剥離層））
　本工程に用いられるワックス層１１Ａは、後述の発光性有機化合物層１３のアンダーコ
ート層であり、シート状基材１の一面と発光性有機化合物層１３との剥離性を向上させる
ための層である。また、追って詳細に説明するように、有機ＥＬ表示装置において、有機
発光層の発光性能を向上させるためには、当該層中に残存する剥離層材料は可能な限り少
なくする方が好ましい。そのため、剥離層として実施の形態１で説明したセルロース誘導
体等の水や有機溶剤に溶解し易い樹脂材料を用いてもよいが、樹脂として以下のワックス
材料を用いることで有機発光層中の残留物を抑制できる。
【０１４８】
　ワックス材料としては特に限定されるものではないが、常温で固体であるものであれば
使用可能である。例えば、トリコサノン、ヘプタコサノン、１－ヘキサデカノール、１－
オクタデカノール、１，２－デカンジオール、１，１０－デカンジオール、１，１２－ド
デカンジオール、２－イソプロピル－５－メチルシクロヘキサノール、モノラウリン、モ
ノステアリン、モノオレイン、アセトアミド、ラウリン酸アミド、ステアリン酸アミド、
オレイン酸アミド等が好ましい。さらに、水や有機溶剤に溶解し易いワックス、４０℃～
１５０℃程度の比較的低い融点のワックス、さらには加熱によって気化し易い昇華性のワ
ックス等がより好ましい。
【０１４９】
　ワックス層１１Ａの形成は、一般的に用いられるグラビア塗布、ロール塗布、ブレード
塗布、エクストルージョン塗布、ディップ塗布、スピンコート等により形成される。塗布
・乾燥後必要であれば、カレンダー処理により、表面の平滑化を行ってもよい。この場合
、塗布液には粘度調節剤等の添加剤を含有させることもできる。
【０１５０】
　ワックス層１１Ａの厚さは、特に限定されないが、０．５μｍ以上５０μｍ以下の範囲
が好ましい。０．５μｍ未満では機械的強度が不足であり、５０μｍを超えると強度が高
くなり過ぎるため後述の剥離・微細化処理が困難となる場合がある。
【０１５１】
　（発光性有機化合物層）
　本工程に用いられる発光性有機化合物層１３は、発光性有機化合物として、蛍光材料、
あるいは燐光材料が用いられ、特に、燐光材料は発光効率の点で好ましい。また、低分子
タイプの材料、例えば、分子量１０００以下の材料が発光効率、寿命の点で好ましい。
【０１５２】
　発光性有機化合物は、具体的には実施の形態１で示した有機化合物（化学構造式（１）
～（１９））が例として挙げられる。このような化合物は、１種または２種以上混合して
用いることができる。
【０１５３】
　これらの有機化合物（発光材料）を真空チャンバー内にセットし、抵抗加熱により昇華
、蒸発させて上記ワックス層１１Ａを形成したシート状基板１の一面に成膜する（図３（
Ｃ））。このような、いわゆる真空蒸着法により発光有機化合物層１３を形成することが
好ましい。その他の成膜方法としては、イオンプレーティング又はスパッタリング法等が
挙げられる。
【０１５４】
　また、発光性有機化合物層１３の厚さは５ｎｍ以上２００ｎｍ以下、より好ましくは１
０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【０１５５】
　これら、少なくともワックス層１１Ａと発光性有機化合物層１３からなる発光体層を形
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成する工程を第１の工程という。
【０１５６】
　（第２の工程）
　本工程においては、上記第１の工程で形成されたワックス層１１Ａと発光性有機化合物
層１３からなる発光体層を、ワックス層１１Ａを境界として上記シート状基材１より剥離
し、微細化することにより、発光体粒子を得る。
【０１５７】
　剥離・微細化処理法としては、特に限定されないが、上記発光体層をスキージ等のへら
状部材によって機械的に剥ぎ取る方法や、有機溶媒（剥離液）中に浸漬し、ワックス層１
１Ａを溶解するなどしてリフトオフ的に剥離するとともに、微細化（リーフ化）を行う方
法、さらには有機溶媒（剥離液）中に浸漬すると同時に超音波処理を行い、微細化を促進
する方法等がある。超音波処理の他、サンドミル、アトマイザー、ナノマイザー等で微細
化を促進してもよい。
【０１５８】
　また、得られた発光体粒子を有機溶剤で洗浄し、粒子に付着したワックスを除去する処
理を施してもよい。
【０１５９】
　ここで、超音波粉砕装置について具体的に説明する。図４は、シート状基材１に形成さ
れた発光体層を液体中で剥離、粉砕する超音波粉砕装置の断面図である。なお、図４にお
いては、シート状基材１上の発光体層（ワックス層１１Ａおよび発光性有機化合物層１３
）の記載を省略してある。
【０１６０】
　図示するように、当該装置は、発光体層を剥離するための有機溶媒（剥離液）３が充填
される浴槽５と、浴槽５の底部に配置された超音波発振部２とを備えている。印加される
超音波の周波数は、例えば３８ＫＨｚである。さらに、当該装置は、シート搬送機構４ａ
、４ｂを有し、当該機構は、４ａ、４ｂ間において、シート状基材１が有機溶媒（剥離液
）３に浸漬されるよう支持する。さらに、当該機構は、所定の速度、張力でシート状基材
１を搬送するよう構成されている。超音波が効率良く発光体層に供給されるよう、浸漬面
積、速度、張力などを調整することが好ましい。また、生産効率向上のためシート状基材
１の両面に発光体層を形成した場合においても発光体層を傷つけることなく搬送するため
のシート支持部６を設けてもよい。例えば、シート状基材１の両サイドを保持しつつ所定
の方向に搬送するシート支持部６を設けてもよい。当該シート支持部６においても、速度
調整機能および張力調整機能を備えるよう構成する。また、必要に応じて複数回、シート
状基材１を液体内に搬送するため、双方向に搬送可能な構成としてもよい。
【０１６１】
　この超音波粉砕装置に、発光体層が形成されたシート状基材１をセットし、超音波を印
加しながら、順次シート状基材１を有機溶媒（剥離液）３に浸漬する。浸漬部においては
、ワックス層１１Ａが溶解し、その上層の発光性有機化合物層１３が部分的に剥離し、リ
ーフ状（または鱗片状ともいう）の発光体粒子が有機溶媒（剥離液）３中に浮遊する。な
お、溶解は完全溶解である必要はなく、剥離が進む程度の溶解でよい。
【０１６２】
　この剥離・微細化処理後の液体に対してろ過処理を行い複数の発光体粒子を固まりとし
て得る。また、ろ集後、有機溶剤で洗浄することにより、粒子に付着したワックス層１１
Ａを除去してもよい。また、遠心分離を行い、粗大粒子を沈殿除去し、粒子径分布を狭く
する処理を施しても良い。
【０１６３】
　これら、発光体層をシート状基材１から剥離して発光体粒子を製造する工程を第２の工
程という。
【０１６４】
　（第３の工程）
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　本工程においては上記第２の工程で得られた発光体粒子を、分散媒中に分散させ、分散
液を調整する。上記スキージなどによって機械的に剥ぎ取ることにより形成された発光体
粒子を分散媒中に添加する。また、液体中で剥離・微細化処理した場合は、ろ過後の固形
物又は遠心分離後の上澄み液に対して分散媒を添加する。ここで、分散媒とは、主として
有機溶媒である。必要に応じて分散剤を添加することが好ましい。分散剤としては界面活
性剤や樹脂等が利用される。この場合、界面活性剤や樹脂が保護コロイドとなり、分散安
定性を向上させることができる。
【０１６５】
　発光体粒子は、前述の通りリーフ状である。リーフ状の発光体粒子の厚さは、５ｎｍ以
上２００ｎｍ以下、より好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。また、発光体粒
子の平均粒子径としては、動的光散乱法による５０％体積平均粒子径が、０．０５μｍ以
上３μｍ以下程度が好ましい。粒度分布測定装置としては、例えば、ナノトラックＵＰＡ
シリーズ（マイクロトラック社製）を使用できる。なお、５０％体積平均粒子径とは、一
つの粉体の集合を仮定し、その粒度分布が求められている場合、その粉体の集団の全体積
を１００％として累積カーブを求めたとき、その累積カーブが所定の割合（ここでは、５
０％）となる点の粒子径をいう。
【０１６６】
　上記発光体粒子の分散液を製造する工程を第３の工程という。
【０１６７】
　ここで、第２の工程で用いられる有機溶媒（剥離液）３を分散媒と兼ねる場合には、第
２の工程により分散液を得ることができる。即ち、剥離・微細化処理後の溶液を分散液と
して使用する。この場合、必要に応じて分散剤（界面活性剤や樹脂等）を添加してもよい
。このように、第２の工程で得られた液体（図４の有機溶媒３）をそのまま利用すること
で、短工程で発光体粒子の分散安定化を図ることができる。
【０１６８】
　（第４の工程）
　本工程においては、上記第３の工程によって形成された発光体粒子の分散液を用いて、
インク（材料液、吐出液）を調整する。各種添加剤を使用してインクを調整することで、
高性能の有機発光層を、スピンコート装置やインクジェット装置のような簡便な装置で容
易に形成することができる。
【０１６９】
　特にインクジェット法を用いる場合には粘度、表面張力、基板と吐出液との接触角、溶
媒の蒸発過程に伴う動的物性値等の多岐にわたる特性値を調整するため、各種添加剤（調
整液）を加えることが好ましい。例えば、被膜安定化剤として樹脂エマルジョン、界面活
性剤、レベリング剤等を添加してもよい。また、ｐＨ調整剤、防腐剤、防錆剤などを添加
してもよい。
【０１７０】
　ここで、上記第２、第３の工程において用いられる有機溶媒（剥離液、分散媒）および
本工程においてもちいられるインクの調整液の選定は特に重要である。使用可能な溶媒と
しては、水および／または有機溶剤、例えば、エチレングリコール、エチレングリコール
モノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールモノブ
チルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコー
ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル
、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
アセテート、トリエチレングリコール、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、ト
リエチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、
トリエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、プロピレングリコール－ｎ－プロピルエーテル、プロピレングリコール－ｎ
－ブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレン
グリコールモノメチルエーテル、トリプリピレングリコール－ｎ－ブチルエーテル、テト
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ラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールモノブチルエーテル
、１，３－ブチレングリコール、１，３－ブチレングリコールジアセテート、２－ピロリ
ドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、γ－ブチロラクトン等が挙げられるが、２０℃の蒸
気圧が０．０１ｍｍＨｇ～２０ｍｍＨｇのものがより好ましい。蒸気圧が低すぎる有機溶
剤を使用した場合には有機発光層中に残留し易いため所望の発光性能を得ることが難しく
なる。逆に、蒸気圧が高すぎる有機溶剤を使用した場合には、揮発によりる濃度、粘度変
化が大きく、特にインクジェット法を用いた場合、ノズル孔からの安定した吐出が困難と
なる。
【０１７１】
　インク中の発光体粒子の濃度は１重量％～３０重量％が好ましく、２重量％～２０重量
％がより好ましい。
【０１７２】
　発光体粒子の分散液を少なくとも含み、液体プロセスによって所定形状の有機発光層を
形成するために好適な組成のインクを調整する工程を第４の工程という。
【０１７３】
　（第５の工程）
　本工程においては、上記工程によって製造されたインクを用いて、所定の形状の有機発
光層を形成する。この工程を第５の工程という。上記有機発光層は、スピンコートおよび
フォトリソグラフ法、スクリーン印刷法またはインクジェット法等により形成することが
できる。特に、インクジェット法によれば、低コストで大型基板にも容易に対応できるた
め、より好ましい。
【０１７４】
　ここでは、上記インクをインクジェットヘッド（液滴吐出装置）から吐出させて、有機
ＥＬ装置の画素を構成する有機発光層を形成する。例えば、赤色、緑色、青色の３原色、
またはその中間色などのうち、少なくとも１色のインクを所定の領域に吐出する。インク
ジェット法によれば、微細な領域への吐出を簡易に短時間で行うことができ、インクの吐
出量の調整も容易に行うことができる。よって、膜の形状や膜厚等の膜の性状や発色バラ
ンス、輝度等の発色性能を容易かつ自由にコントロールすることができる。
【０１７５】
　次いで、所定の形状の吐出液に加熱処理を施し、乾燥（固化）することにより有機発光
層を形成する。この際、層中に残留しているワックス成分などの不純物を揮発させる程度
の加熱処理を行うことが好ましい。
【０１７６】
　加熱処理をすることにより吐出液に加熱処理を施し、乾燥（固化）するとともに、有機
発光層中に残留しているワックス成分、分散媒、当該液中の界面活性剤、樹脂等、および
インクの調整に用いた樹脂エマルジョン、界面活性剤、レベリング剤、有機溶剤等の不純
物を揮発させることができる。これにより、発光性有機化合物間（粒子間）の密着性が良
くなり、発光性能を向上させることができる。
【０１７７】
　加熱処理は通常大気中で行われるが、必要に応じて、窒素、アルゴン、ヘリウムなどの
不活性ガス雰囲気中で行うこともできる。加熱処理温度は、５０℃以上、好ましくは１５
０℃以上、より好ましくは２５０℃以上である。また、減圧下で加熱するとことにより上
記不純物の揮発を促進させることができる。よって、低温、短時間での処理が可能となる
。また、加熱処理は２回以上行ってもよい。また、加熱処理を行う時間（複数回行う場合
は合計時間）は、特に限定されるものではないが、５分以上５時間以内であることが好ま
しい。
【０１７８】
　以下に本実施の形態を実施例によって更に具体的に説明するが、もちろん本発明の範囲
はこれらによって限定されるものではない。
【０１７９】
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　〔実施例４〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、８０℃で溶融させたアセト
アミド（昇華性のワックス成分）をロールコーターによって塗布・乾燥し、ワックス層１
１Ａを形成した。この条件にて形成したワックス層１１Ａの厚さは５μｍであった。
【０１８０】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記ワックス層１１Ａ上に、表９に示す材料を用いて、膜厚１０ｎｍ程度の蒸着層（赤
色、青色および緑色の発光性有機化合物層１３）を形成した。使用装置を以下に示す。表
９に示すように、赤色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１０）と（１３
）をそれぞれ９８ｗｔ％、２ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。
青色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１０）または（１１）を１００ｗ
ｔ％とした材料を用い蒸着法により成膜した。緑色の発光性有機化合物層１３としては、
化学構造式（１１）と（１３）をそれぞれ９８ｗｔ％、２ｗｔ％の割合で混合した材料を
用い蒸着法により成膜した。
【０１８１】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
【０１８２】
【表９】

【０１８３】
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、ワックス層１１Ａおよび発光性有機化合物層１３よりなる発光
体層を有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）を図４に示す超音波粉砕装置にセットし
、ジエチレングリコールジエチルエーテル中に浸漬し、超音波を加えることにより、剥離
・微細化処理を行った。
【０１８４】
　上記剥離・微細化処理後のジエチレングリコールジエチルエーテルにジプロピレングリ
コールモノメチルエーテルを添加して、赤色用、青色用、緑色用のインクを調整した。各
インクには、それぞれ赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子が分散している。
【０１８５】
　各インクの組成を表１０に示す。
【０１８６】
【表１０】
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【０１８７】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　上記赤色用、青色用、緑色用の発光体粒子含有インクを用いて有機ＥＬ表示装置を製造
した。本実施例における有機ＥＬ表示装置の製造工程は、前述の図２と同様であるため、
図２を参照しながら説明する。
【０１８８】
　ガラス基板１０４上にＩＴＯ膜を０．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソ
グラフィ法により略１００μｍ角にパターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用
の透明画素電極１０１、緑色画素用の透明画素電極１０２、および青色画素用の透明画素
電極１０３を形成する（図２（Ａ））。次に、これらの透明画素電極上に、樹脂ブラック
レジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により電極間上に樹脂ブラックレジスト層１０
５を形成する（図２（Ｂ））。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、各透明画素電極間
を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブラックレジスト
層１０５は、幅２０μｍ、厚さ２．０μｍとした。
【０１８９】
　さらに、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から各色のインク２２を
それぞれ所望の領域に吐出する（図２（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気下で１５０℃、４時
間加熱処理し、インク中の溶媒を除去することにより、赤色の有機発光層１０６、緑色の
有機発光層１０７、青色の有機発光層１０８を形成した。
【０１９０】
　次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより
０．１μｍ程度の電子輸送層１０９を形成した（図２（Ｄ））。この電子輸送層１０９は
、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極からの発光部分を遠ざけることによって電極
消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与する。
【０１９１】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図２（Ｅ））。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有す
る。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０１９２】
　〔実施例５〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚５０μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、次の組成のワックス塗布液を
スピンコート法によって塗布・乾燥し、ワックス層１１Ａを形成した。
【０１９３】
　ワックス塗布液の組成を表１１に示す。
【０１９４】
【表１１】

【０１９５】
　（塗布条件）
　表１１に示すワックス塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に
塗布し、乾燥させワックス層１１Ａを形成した。
【０１９６】
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　コート条件：５００ｒｐｍで５秒間回転後、２０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：５０℃、３０分間。
【０１９７】
　この条件にて形成したワックス層１１Ａの厚さは８μｍであった。
【０１９８】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記ワックス層１１Ａ上に、表１２に示す材料を用いて、膜厚３０ｎｍ程度の蒸着層（
赤色、青色および緑色の発光性有機化合物層）を形成した。使用装置を以下に示す。表１
２に示すように、赤色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（１８）と（３）
をそれぞれ９５ｗｔ％、５ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。青
色の発光性有機化合物層１３としては、化学構造式（３）、（７）および（１８）のいず
れか１つを１００ｗｔ％とした材料を用い蒸着法により成膜した。緑色の発光性有機化合
物層１３としては、化学構造式（１８）と（７）をそれぞれ９５ｗｔ％、５ｗｔ％の割合
で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。
【０１９９】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
【０２００】
【表１２】

【０２０１】
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、ワックス層１１Ａおよび発光性有機化合物層１３よりなる発光
体層を有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）をスキージにて剥ぎ取り、発光体粒子を
得た。
【０２０２】
　得られた発光体粒子をイソプロピルアルコールにて洗浄した後、適宜有機溶媒を添加し
て、サンドミル（安川製作所社製）で、ガラスビーズ（直径１．７ｍｍ、混合物の１．５
倍量（重量））とともに２時間分散処理を行った。
【０２０３】
　ガラスビーズを取り除き、以下の条件下で遠心分離を行い、粗大粒子を除去した。得ら
れた発光体粒子を表１３に示す組成で溶剤に添加し、赤色用、青色用、緑色用のインクを
調整した。
【０２０４】
　遠心分離条件：１０，０００ｒｐｍ×３０ｍｉｎ
　各インクの組成を表１３に示す。
【０２０５】
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【表１３】

【０２０６】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　上記インクを用いて有機ＥＬ表示装置を製造した。本実施例における有機ＥＬ表示装置
の製造工程は、前述の図２と同様であるため、図２を参照しながら説明する。
【０２０７】
　ガラス基板１０４上にＩＴＯ膜を０．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソ
グラフィ法により略１００μｍ角にパターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用
の透明画素電極１０１、緑色画素用の透明画素電極１０２、および青色画素用の透明画素
電極１０３を形成する（図２（Ａ））。次に、これらの透明画素電極上に、樹脂ブラック
レジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により電極間上に樹脂ブラックレジスト層１０
５を形成する（図２（Ｂ））。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、各透明画素電極間
を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブラックレジスト
層１０５は、幅２０μｍ、厚さ２．０μｍとした。
【０２０８】
　さらに、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から赤色用、青色用、緑
色用のインク２２をそれぞれ所望の領域に吐出する（図２（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気
下で１５０℃、４時間加熱処理し、インク中の溶媒を除去することにより、赤色の有機発
光層１０６、緑色の有機発光層１０７、青色の有機発光層１０８を形成した。
【０２０９】
　次に、正孔が流れ出ることことを防止する目的で、ＢＣＰを真空蒸着により０．０３μ
ｍ程度形成し、正孔阻止層（図示せず）とする。さらに、ドーピングしていないアルミニ
ウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより０．１μｍの電子輸送層１０９を形成し
た（図２（Ｄ））。この電子輸送層１０９は、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極
からの発光部分を遠ざけることによって電極消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成
することに寄与する。
【０２１０】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図２（Ｅ））。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有す
る。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０２１１】
　〔実施例６〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、５０℃で溶融させた２－イ
ソプロピル－５－メチルシクロヘキサノール（昇華性のワックス成分）をスピンコート法
によって塗布・乾燥し、ワックス層１１Ａを形成した。この条件にて形成したワックス層
１１Ａの厚さは５μｍであった。
【０２１２】
　＜発光性有機化合物層の形成＞
　上記ワックス層１１Ａ上に、表１４に示す材料を用いて、膜厚１０ｎｍ程度の蒸着層（
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赤色、青色および緑色の発光性有機化合物層）を形成した。使用装置を以下に示す。表１
４に示すように、赤色の発光性有機化合物層としては、化学構造式（１０）と（１３）を
それぞれ９８ｗｔ％、２ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法により成膜した。青色
の発光性有機化合物層としては、化学構造式（１０）または（１１）を１００ｗｔ％とし
た材料を用い蒸着法により成膜した。緑色の発光性有機化合物層としては、化学構造式（
１１）と（１３）をそれぞれ９８ｗｔ％、２ｗｔ％の割合で混合した材料を用い蒸着法に
より成膜した。
【０２１３】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
【０２１４】
【表１４】

【０２１５】
　＜発光体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、ワックス層１１Ａおよび発光性有機化合物層よりなる発光体層
を有するＰＥＴフィルム（シート状基材１）を図４に示す超音波粉砕装置にセットし、ジ
プロピレングリコールモノメチルエーテル中に浸漬し、超音波を加えることにより、剥離
・微細化処理を行った。
【０２１６】
　上記剥離・微細化処理後のジプロピレングリコールモノメチルエーテルに超純水を添加
して、赤色用、青色用、緑色用のインクを調整した。各インクには、それぞれ赤色用、青
色用、緑色用の発光体粒子が分散している。
【０２１７】
　各インクの組成を表１５に示す。
【０２１８】

【表１５】

【０２１９】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　上記赤色用、青色用、緑色用のインクを用いて有機ＥＬ表示装置を製造した。本実施例
における有機ＥＬ表示装置の製造工程は、本実施の形態の実施例４と同様である。
【０２２０】
　即ち、ガラス基板１０４上に、透明画素電極、樹脂ブラックレジスト層１０５を形成し
た後、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から各色のインク（上記赤色
用、青色用、緑色用の発光体粒子の分散液）２２をそれぞれ所望の領域に吐出する（図２
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（Ａ）～（Ｃ））。次いで、窒素雰囲気下で２００℃、３時間加熱処理し、インク中の溶
媒を除去することにより、赤色の有機発光層１０６、緑色の有機発光層１０７、青色の有
機発光層１０８を形成した。
【０２２１】
　次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより
０．１μｍ程度の電子輸送層１０９を形成し（図２（Ｄ））、最後に、対向電極１１０と
して厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸着法により形成した（図２（Ｅ））。以上の工程に
より、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０２２２】
　〔評価〕
　実施例４から６で作成した有機ＥＬ表示装置の発光特性について、寿命評価を行った。
安定化処理後の初期輝度を１００％とし、標準波形で一定の電流を印加して連続して発光
させ、輝度の変化を測定し、初期輝度に対し５０％に低下するまでの時間を測定し、これ
を発光寿命とした。
【０２２３】
　その結果を表１６に示す。実施例４から６において、１５０００時間を超える寿命を確
認できた。
【０２２４】
　また、初期輝度については、赤、緑、青の平均輝度において、実施例４が８００ｃｄ／
ｍ2、実施例５が１２００ｃｄ／ｍ2、実施例６が１１００ｃｄ／ｍ2であった。
【０２２５】

【表１６】

【０２２６】
　このように、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、工程の短縮化と設備の簡素化
が可能となると共に、高価な有機材料の利用効率を２倍以上に高めることができる。即ち
、蒸着法およびフォトリソグラフ法により所望の形状の発光性有機化合物層を形成する場
合には、不要な箇所にも蒸着膜が形成され利用効率が低下する。これに対し、上記方法で
は、製造コストも低くすることが可能となる。
【０２２７】
　また、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、低分子の化合物でも粒子状に成型す
ることができ、分散性よくインクとして使用することができる。即ち、比較的高分子の化
合物であれば種々の溶媒に分散できるが、低分子の化合物の場合、溶解性や分散性が悪く
インクとして使用し難かった。よって、低分子の発光性有機化合物の特性である良好な発
色バランスや輝度、長寿命であるという性質を活かすことが困難であったが、上記方法に
よれば、膜の性状や発色バランス、輝度等の発色性能を容易かつ自由にコントロールする
ことができる。
【０２２８】
　よって、上記発光体粒子を用いた有機ＥＬ表示装置は、広い色表現範囲を有し、長寿命
化が可能となるなど、装置特性の良好なものとなる。
【０２２９】
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　＜実施の形態３＞
　本実施の形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、以下の第１～第５の工程を有する。こ
のうち、第１の工程および第２の工程が、電荷移動体形成用の有機化合物粒子の製造工程
に、第３および第４工程が、インク（材料液）の製造工程に、第５工程が、有機ＥＬ表示
装置の製造工程に対応する。
【０２３０】
　（第1の工程）
　図５は、本実施の形態の第１の工程を示す断面図である。図５（Ａ）～（Ｃ）に示すよ
うに、シート状基材１上に、少なくとも剥離層１１と電荷移動材料層（電荷移動性を有す
る有機化合物層）１３Ａからなる積層体層を形成する。ここで、電荷移動材料層１３Ａと
は、後述の有機ＥＬ表示装置の電荷移動層を形成するための材料となる層である。この電
荷移動層には、正孔移動層および電子移動層が含まれる。また、正孔移動層には、正孔注
入層および正孔輸送層が含まれ、電子移動層には、電子注入層および電子輸送層が含まれ
る。注入層と輸送層は同じ意味で用いられることもあるが、移動層を積層して構成した場
合には、電極と接している層を注入層と、残りの層を輸送層と区別して呼ばれることもあ
る。
【０２３１】
　（シート状基材）
　本工程に使用されるシート状基材１としては、特に限定されないが、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート，ポリエチレ
ンナフタレート等のポリエステルフイルム、６６ナイロン、６ナイロン等のポリアミドフ
イルム、ポリカーボネートフイルム、トリアセテートフイルム、ポリイミドフイルム等の
離型性フィルムが挙げられる。
【０２３２】
　好ましいシート状基材１としては、ポリエチレンテレフタレートまたはその共重合体が
挙げられる。
【０２３３】
　これらのシート状基材１の厚さは、特に限定されないが、１０μｍ以上１５０μｍ以下
が好ましい。１０μｍ以上であれば、工程等で取り扱い性に問題がなく、１５０μｍ以下
であれば、柔軟性に富み、ロール化、剥離等に問題がない。
【０２３４】
　（剥離層）
　本工程に用いられる剥離層１１は、後述の電荷移動材料層１３Ａのアンダーコート層で
あり、シート状基材１の一面と電荷移動材料層１３Ａとの剥離性を向上させるための層で
ある。剥離層材料としては特に限定されるものではないが、各種樹脂、例えば、水や有機
溶剤に溶解し易い樹脂、具体的にはセルロース誘導体、ポリビニルアルコール、ポリエチ
レングリコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルブチラール、アクリ
ル酸共重合体又は変性ナイロン樹脂等が好ましい。
【０２３５】
　剥離層１１の形成は、一般的に用いられるグラビア塗布、ロール塗布、ブレード塗布、
エクストルージョン塗布、ディップ塗布、スピンコート等により形成される。塗布・乾燥
後必要であれば、カレンダー処理により、表面の平滑化を行ってもよい。この場合、塗布
液には粘度調節剤等の添加剤を含有させることもできる。
【０２３６】
　剥離層１１の厚さは、特に限定されないが、０．５μｍ以上５０μｍ以下の範囲が好ま
しい。０．５μｍ未満では機械的強度が不足であり、５０μｍを超えると強度が高くなり
過ぎるため後述の剥離・微細化処理が困難となる場合がある。
【０２３７】
　（電荷移動材料層）
　上記電荷移動材料層の形成に用いられる材料としては、次のような化合物が挙げられる
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３，５－トリス（ジフェニルアミノベンゼン））などの低分子のフェニルアミン誘導体や
フタロシアニン化合物などがあげられる。また、電子移動材料としては、キノリノールア
ルミニウム誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、パソフェナントロリ
ン誘導体、シロール誘導体などがあげられる。
【０２３８】
　より具体的には、正孔移動材料としては以下の化学構造式（２０）～（３０）で示され
る化合物、電子移動材料としては以下の化学構造式（３１）～（３７）で示される化合物
が例として挙げられる。このような化合物は、１種または２種以上混合して用いることが
できる。
【０２３９】
【化２０】

【０２４０】
【化２１】

【０２４１】
【化２２】

【０２４２】
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【０２４３】
【化２４】

【０２４４】

【化２５】

【０２４５】
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【化２６】

【０２４６】
【化２７】

【０２４７】
【化２８】

【０２４８】
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【化２９】

【０２４９】
【化３０】

【０２５０】
【化３１】

【０２５１】
【化３２】

【０２５２】
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【化３３】

【０２５３】
【化３４】

【０２５４】
【化３５】

【０２５５】
【化３６】

【０２５６】
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【化３７】

【０２５７】
　これらの化合物を真空チャンバー内にセットし、抵抗加熱により昇華、蒸発させて上記
剥離層１１を形成したシート状基板１の一面に成膜する（図５（Ｃ））。このような、い
わゆる真空蒸着法により電荷移動材料層１３Ａを形成することが好ましい。その他の成膜
方法としては、イオンプレーティング又はスパッタリング法等が挙げられる。
【０２５８】
　また、電荷移動材料層１３Ａの厚さは５ｎｍ以上２００ｎｍ以下、より好ましくは１０
ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【０２５９】
　これら、少なくとも剥離層１１と電荷移動材料層１３Ａからなる積層体層を形成する工
程を第１の工程という。
【０２６０】
　（第２の工程）
　本工程においては、上記第１の工程で形成された剥離層１１と電荷移動材料層１３Ａか
らなる積層体層を、剥離層１１を境界として上記シート状基材１より剥離し、微細化する
ことにより、移動体粒子（電荷移動体形成用の有機化合物粒子）を得る。
【０２６１】
　剥離・微細化処理法としては、特に限定されないが、上記積層体層をスキージ等のへら
状部材によって機械的に剥ぎ取る方法や、有機溶媒（剥離液）中に浸漬し、剥離層１１を
溶解するなどしてリフトオフ的に剥離するとともに、微細化（リーフ化）を行う方法、さ
らには有機溶媒（剥離液）中に浸漬すると同時に超音波処理を行い、微細化を促進する方
法等がある。超音波処理の他、サンドミル、アトマイザー、ナノマイザー等で微細化を促
進してもよい。
【０２６２】
　また、得られた移動体粒子を有機溶剤で洗浄し、粒子に付着した樹脂を除去する処理を
施してもよい。
【０２６３】
　ここで、前述の超音波粉砕装置（図４）に、積層体層が形成されたシート状基材１をセ
ットし、超音波を印加しながら、順次シート状基材１を有機溶媒（剥離液）３に浸漬する
。浸漬部においては、剥離層１１が溶解し、その上層の電荷移動材料層１３Ａが部分的に
剥離し、リーフ状の移動体粒子が有機溶媒（剥離液）３中に浮遊する。この剥離・微細化
処理後の液体に対してろ過処理を行い複数の移動体粒子を固まりとして得る。また、ろ集
後、有機溶剤で洗浄することにより、粒子に付着した剥離層１１を除去してもよい。また
、遠心分離を行い、粗大粒子を沈殿除去し、粒子径分布を狭くする処理を施しても良い。
【０２６４】
　これら、移動体層をシート状基材１から剥離して移動体粒子を製造する工程を第２の工
程という。
【０２６５】
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　（第３の工程）
　本工程においては上記第２の工程で得られた移動体粒子を、分散媒中に分散させ、分散
液を調整する。上記スキージなどによって機械的に剥ぎ取ることにより形成された移動体
粒子を分散媒中に添加する。また、液体中で剥離・微細化処理した場合は、ろ過後の固形
物又は遠心分離後の上澄み液に対して分散媒を添加する。ここで、分散媒とは、主として
有機溶媒である。必要に応じて分散剤を添加することが好ましい。分散剤としては界面活
性剤や樹脂等が利用される。この場合、界面活性剤や樹脂が保護コロイドとなり、分散安
定性を向上させることができる。
【０２６６】
　移動体粒子は、前述の通りリーフ状である。移動体粒子の平均粒子径としては、動的光
散乱法による５０％体積平均粒子径が、０．０５μｍ以上３μｍ以下程度が好ましい。粒
度分布測定装置としては、例えば、ナノトラックＵＰＡシリーズ（マイクロトラック社製
）を使用できる。なお、５０％体積平均粒子径とは、一つの粉体の集合を仮定し、その粒
度分布が求められている場合、その粉体の集団の全体積を１００％として累積カーブを求
めたとき、その累積カーブが所定の割合（ここでは、５０％）となる点の粒子径をいう。
【０２６７】
　上記移動体粒子の分散液を製造する工程を第３の工程という。
【０２６８】
　ここで、第２の工程で用いられる有機溶媒（剥離液）３を分散媒と兼ねる場合には、第
２の工程により分散液を得ることができる。即ち、剥離・微細化処理後の溶液を分散液と
して使用する。この場合、必要に応じて分散剤（界面活性剤や樹脂等）を添加してもよい
。このように、第２の工程で得られた液体（図４の有機溶媒３）をそのまま利用すること
で、短工程で移動体粒子の分散安定化を図ることができる。
【０２６９】
　（第４の工程）
　本工程においては、上記第３の工程によって形成された移動体粒子の分散液を用いて、
インク（材料液、吐出液）を調整する。各種添加剤を使用してインクを調整することで、
高性能の電荷移動層を、スピンコート装置やインクジェット装置のような簡便な装置で容
易に形成することができる。
【０２７０】
　特にインクジェット法を用いる場合には粘度、表面張力、基板と吐出液との接触角、溶
媒の蒸発過程に伴う動的物性値等の多岐にわたる特性値を調整するため、各種添加剤（調
整液）を加えることが好ましい。例えば、ノズル口での乾燥・凝固などを防ぐ目的で、保
湿剤を添加してもよい。保湿剤としては、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、ポリエチレングリコール、ポリグリセロールなどの多価アルコール類、
マルチトール、キシリトール、ソルビトールなどの糖類などが用いられる。また、被膜安
定化剤として樹脂エマルジョン、界面活性剤、レベリング剤等を添加してもよい。また、
ｐＨ調整剤、防腐剤、防錆剤などを添加してもよい。
【０２７１】
　ここで、上記第２、第３の工程において用いられる有機溶媒（剥離液、分散媒）および
本工程においてもちいられるインクの調整液の選定は特に重要である。使用可能な溶媒と
しては、水および／または有機溶剤、例えば、エチレングリコールからγ－ブチロラクト
ン等、実施の形態２で説明した溶媒が挙げられる。ここで、２０℃の蒸気圧が０．０１ｍ
ｍＨｇ～２０ｍｍＨｇのものがより好ましい。蒸気圧が低すぎる有機溶剤を使用した場合
には電荷移動層中に残留し易いため所望の移動性能を得ることが難しくなる。逆に、蒸気
圧が高すぎる有機溶剤を使用した場合には、揮発によりる濃度、粘度変化が大きく、特に
インクジェット法を用いた場合、ノズル孔からの安定した吐出が困難となる。
【０２７２】
　インク中の移動体粒子の濃度は１重量％～３０重量％が好ましく、２重量％～２０重量
％がより好ましい。
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　移動体粒子の分散液を少なくとも含み、液体プロセスによって所定形状の電荷移動層を
形成するために好適な組成のインクを調整する工程を第４の工程という。
【０２７４】
　（第５の工程）
　本工程においては、上記工程によって製造された移動体粒子の分散液を少なくとも含む
インクを用いて、所定の形状の電荷移動層を形成する。この工程を第５の工程という。上
記電荷移動層は、スピンコートおよびフォトリソグラフ法、スクリーン印刷法またはイン
クジェット法等により形成することができる。特に、インクジェット法によれば、低コス
トで大型基板にも容易に対応できるため、より好ましい。
【０２７５】
　ここでは、上記インクをインクジェットヘッド（液滴吐出装置）から吐出させて、有機
ＥＬ装置の画素を構成する電荷移動層を形成する。例えば、正孔移動層又は電子移動層の
インクを所定の領域に吐出する。インクジェット法によれば、微細な領域への吐出を簡易
に短時間で行うことができ、インクの吐出量の調整も容易に行うことができる。
【０２７６】
　次いで、所定の形状の吐出液に加熱処理を施し、乾燥（固化）することにより電荷移動
層（正孔移動層又は電子移動層）を形成する。この際、層中に残留している樹脂成分など
の不純物を揮発させる程度の加熱処理を行うことが好ましい。
【０２７７】
　加熱処理をすることにより吐出液に加熱処理を施し、乾燥（固化）するとともに、電荷
移動層中に残留している樹脂成分、分散媒、当該液中の界面活性剤、樹脂等、およびイン
クの調整に用いた樹脂エマルジョン、界面活性剤、レベリング剤、有機溶剤等の不純物を
揮発させることができる。これにより、移動体粒子間の密着性が良くなり、移動性能を向
上させることができる。
【０２７８】
　加熱処理は通常大気中で行われるが、必要に応じて、窒素、アルゴン、ヘリウムなどの
不活性ガス雰囲気中で行うこともできる。加熱処理温度は、５０℃以上、好ましくは１５
０℃以上、より好ましくは２５０℃以上である。また、減圧下で加熱するとことにより上
記不純物の揮発を促進させることができる。よって、低温、短時間での処理が可能となる
。また、加熱処理は２回以上行ってもよい。また、加熱処理を行う時間（複数回行う場合
は合計時間）は、特に限定されるものではないが、５分以上５時間以内であることが好ま
しい。
【０２７９】
　以下に本実施の形態を実施例によって更に具体的に説明するが、もちろん本発明の範囲
はこれらによって限定されるものではない。
【０２８０】
　〔実施例７〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、次の組成の樹脂塗布液をス
ピンコート法によって塗布・乾燥し、剥離層１１を形成した。
【０２８１】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成を表１７に示す。
【０２８２】
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【表１７】

【０２８３】
　（塗布条件）
　表１７に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層
１１を形成した。
【０２８４】
　コート条件：５００ｒｐｍで１０秒間回転後、２，０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間
　この条件にて形成した剥離層１１の厚さは１０μｍであった。
【０２８５】
　＜電荷移動材料層の形成＞
　上記剥離層１１上に、化学構造式（２４）に示す材料を用いて、膜厚１５ｎｍ程度の蒸
着層（電荷移動材料層１３、この場合正孔移動材料層）を形成した。使用装置を以下に示
す。
【０２８６】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
　＜移動体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および電荷移動材料層１３Ａよりなる積層体層を有
するＰＥＴフィルム（シート状基材１）を図４に示す超音波粉砕装置にセットし、ジエチ
レングリコールジエチルエーテル中に浸漬し、超音波を加えることにより、剥離・微細化
処理を行った。
【０２８７】
　上記剥離・微細化処理後のジエチレングリコールジエチルエーテルにジプロピレングリ
コールモノメチルエーテルを添加してインクを調整した。インクには、移動体粒子が分散
している。
【０２８８】
　インクの組成を表１８に示す。
【０２８９】

【表１８】

【０２９０】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　図６は、有機ＥＬ表示装置の製造工程を示す断面図である。上記インク（表１８）を用
いて、図６（Ａ）～図６（Ｅ）に示す工程で有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０２９１】
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　ガラス基板１０４上にＩＴＯ膜を０．１μｍ程度の膜厚で全面形成した後、フォトリソ
グラフィ法により略１００μｍ角にパターニングすることにより、ＩＴＯ製の赤色画素用
の透明画素電極１０１を形成する（図６（Ａ））。次に、透明画素電極１０１上に、樹脂
ブラックレジストを塗布し、フォトリソグラフィ法により電極間上に樹脂ブラックレジス
ト層１０５を形成する（図６（Ｂ））。この樹脂ブラックレジスト層１０５は、透明画素
電極１０１間を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた層である。この樹脂ブラ
ックレジスト層１０５は、幅２０μｍ、厚さ２．０μｍとした。
【０２９２】
　次いで、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２１から表１８に示すインク
２２Ａを所望の領域に吐出する（図６（Ｃ））。次いで、熱処理を施し、０．１μｍ程度
の電荷移動層（この場合、正孔移動層）２０２を形成した。
【０２９３】
　さらに、前述の化学構造式（１８）と（３）をそれぞれ９５ｗｔ％、５ｗｔ％の割合で
混合した材料を真空蒸着することにより、０．１μｍ程度の赤色の有機発光層１０６を形
成した。
【０２９４】
　次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより
０．１μｍ程度の電子輸送層１０９を形成した（図６（Ｄ））。この電子輸送層１０９は
、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極からの発光部分を遠ざけることによって電極
消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与する。
【０２９５】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図６（Ｅ））。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有す
る。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０２９６】
　〔実施例８〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、次の組成の樹脂塗布液をス
ピンコート法によって塗布・乾燥し、剥離層１１を形成した。
【０２９７】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成を表１９に示す。
【０２９８】
【表１９】

【０２９９】
　（塗布条件）
　表１９に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層
１１を形成した。
【０３００】
　コート条件：５００ｒｐｍで５秒間回転後、２，０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間
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　この条件にて形成した剥離層１１の厚さは８μｍであった。
【０３０１】
　＜電荷移動材料層の形成＞
　上記剥離層１１上に、化学構造式（２７）に示す材料を用いて、膜厚１０ｎｍ程度の蒸
着層（電荷移動材料層１３、この場合正孔移動材料層）を形成した。使用装置を以下に示
す。
【０３０２】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
　＜移動体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および電荷移動材料層１３Ａよりなる積層体層を有
するＰＥＴフィルム（シート状基材１）をスキージにて剥ぎ取り、移動体粒子を得た。
【０３０３】
　得られた移動体粒子を超音波粉砕装置を用いて更なる微細化を行い、インクを調整した
。当該インクの組成を表２０に示す。
【０３０４】
【表２０】

【０３０５】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　本実施の形態の上記実施例７と同様の工程（図６参照）で、ＩＴＯ製の赤色画素用の透
明画素電極１０１および樹脂ブラックレジスト層１０５を形成した。次いで、インクジェ
ット装置２０のインクジェットヘッド２１から表２０に示すインク２２Ａを所望の領域に
吐出し、熱処理を施し、０．１μｍ程度の正孔移動層２０２を形成した。この後、上記実
施例７と同様の工程で、赤色の有機発光層１０６を形成した。
【０３０６】
　次に、正孔が流れ出ることことを防止する目的で、ＢＣＰを真空蒸着により０．０３μ
ｍ程度形成し、正孔阻止層（図示せず）とする。さらに、ドーピングしていないアルミニ
ウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより０．１μｍの電子輸送層１０９を形成し
た。この電子輸送層１０９は、陰極からの電子注入を容易にし、また陰極からの発光部分
を遠ざけることによって電極消光を防ぎ、陰極との良いコンタクトを形成することに寄与
する。
【０３０７】
　最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した。この対向電極１１０は、反射板としての機能も有する。以上の工程
により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０３０８】
　〔実施例９〕
　＜シート状基材の調製＞
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム（シート状基材１）上に、次の組成の樹脂塗布液をス
ピンコート法によって塗布・乾燥し、剥離層１１を形成した。
【０３０９】
　（樹脂塗布液）
　樹脂塗布液の組成を表２１に示す。
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【０３１０】
【表２１】

【０３１１】
　（塗布条件）
　表２１に示す樹脂塗布液を、以下の条件でＰＥＴフィルム上に塗布し、乾燥させ剥離層
１１を形成した。
【０３１２】
　コート条件：５００ｒｐｍで５秒間回転後、２，０００ｒｐｍで３０秒間回転
　乾燥条件：１００℃、３０分間
　この条件にて形成した剥離層１１の厚さは１０μｍであった。
【０３１３】
　＜電荷移動材料層の形成＞
　上記剥離層１１上に、化学構造式（３１）に示す材料を用いて、膜厚１０ｎｍ程度の蒸
着層（電荷移動材料層１３、この場合電子移動材料層）を形成した。使用装置を以下に示
す。
【０３１４】
　装置：ＶＥ－１０１０形真空蒸着装置（真空デバイス社製）
　＜移動体粒子含有インクの製造＞
　上記方法にて形成した、剥離層１１および電荷移動材料層１３Ａよりなる積層体層を有
するＰＥＴフィルム（シート状基材１）を図４に示す超音波粉砕装置にセットし、ジエチ
レングリコールジエチルエーテル中に浸漬し、超音波を加えることにより、剥離・微細化
処理を行った。
【０３１５】
　上記剥離・微細化処理後のジエチレングリコールジエチルエーテルにジプロピレングリ
コールモノメチルエーテルを添加してインクを調整した。インクには、移動体粒子が分散
している。
【０３１６】
　インクの組成を表２２に示す。
【０３１７】

【表２２】

【０３１８】
　＜有機ＥＬ表示装置を製造する工程＞
　本実施の形態の上記実施例７と同様の工程（図６参照）で、ＩＴＯ製の赤色画素用の透
明画素電極１０１および樹脂ブラックレジスト層１０５を形成した。次いで、化学構造式
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（２４）に示す材料を用いて真空蒸着することにより電荷移動層（この場合、正孔移動層
）２０２を形成した。さらに、前述の化学構造式（１８）と（３）をそれぞれ９５ｗｔ％
、５ｗｔ％の割合で混合した材料を真空蒸着することにより、０．１μｍ程度の赤色の有
機発光層１０６を形成した。次いで、インクジェット装置２０のインクジェットヘッド２
１から表２２に示すインク２２Ａを赤色の有機発光層１０６上に吐出し、熱処理を施し、
０．１μｍ程度の電荷移動層（この場合、電子輸送層１０９）を形成した（図６（Ｄ））
。最後に、電子輸送層１０９上に対向電極１１０として厚さ０．８μｍのＡｌＬｉ膜を蒸
着法により形成した（図６（Ｅ））。以上の工程により、有機ＥＬ表示装置を製造した。
【０３１９】
　〔評価〕
　実施例７から９で作成した有機ＥＬ表示装置の発光特性について、寿命評価を行った。
安定化処理後の初期輝度を１００％とし、標準波形で一定の電流を印加して連続して発光
させ、輝度の変化を測定し、初期輝度に対し５０％に低下するまでの時間を測定し、これ
を発光寿命とした。
【０３２０】
　その結果、実施例７から９において、１００００時間を超える寿命を確認できた。
【０３２１】
　このように、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、工程の短縮化と設備の簡素化
が可能となると共に、高価な有機材料の利用効率を２倍以上に高めることができる。即ち
、蒸着法およびフォトリソグラフ法により所望の形状の電荷移動層を形成する場合には、
不要な箇所にも蒸着膜が形成され利用効率が低下する。これに対し、上記方法では、製造
コストも低くすることが可能となる。
【０３２２】
　また、上記有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、低分子の化合物でも粒子状に成型す
ることができ、分散性よくインクとして使用することができる。即ち、比較的高分子の化
合物であれば種々の溶媒に分散できるが、低分子の化合物の場合、溶解性や分散性が悪く
インクとして使用し難かった。よって、低分子の電荷移動層の特性である良好な移動性や
、長寿命であるという性質を活かすことが困難であったが、上記方法によれば、特性の良
好な長寿命膜を形成することができる。
【０３２３】
　また、上記実施の形態１～３を通じて説明された実施例や応用例は、用途に応じて適宜
に組み合わせて、又は変更若しくは改良を加えて用いることができ、本発明は上述した実
施形態の記載に限定されるものではない。
【０３２４】
　例えば、上記実施の形態１～３においては、シート状基材を用いたが、他の基材を用い
てもよい。また、上記実施の形態３においては、赤色の有機発光層のみを形成したが、他
の色の有機発光層も形成してもよい。また、この際、実施の形態１および２で説明した各
色のインクを用いてもよい。また、上記実施の形態３においては、剥離層として樹脂材料
を用いたが、実施の形態２で説明したワックス層を用いてもよい。また、実施の形態１～
３においては、有機ＥＬ表示装置を例に説明したが、表示装置に限らず、照明装置など、
発光層や電荷移動層を有する装置に広く適用可能である。また、発光層や電荷移動層に限
らず、装置を構成する他の有機層（阻止層）などにも適用可能である。特に、電極間に用
いられる各種有機層に適用して好適である。
【図面の簡単な説明】
【０３２５】
【図１】実施の形態１の第１の工程を示す断面図である。
【図２】有機ＥＬ表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図３】実施の形態２の第１の工程を示す断面図である。
【図４】シート状基材１に形成された発光体層を液体中で剥離、微細化する超音波粉砕装
置の断面図である。
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【図５】実施の形態３の第１の工程を示す断面図である。
【図６】有機ＥＬ表示装置の製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【０３２６】
　１…シート状基材、２…超音波発振部、３…有機溶媒（剥離液）、４ａ、４ｂ…シート
搬送機構、５…浴槽、６…シート支持部、１１…剥離層、１１Ａ…ワックス層、１３…発
光性有機化合物層、１３Ａ…電荷移動材料層、２０…インクジェット装置、２１…インク
ジェットヘッド、２２…インク、２２Ａ…インク、１０１、１０２、１０３…透明画素電
極、１０４…ガラス基板、１０５…樹脂ブラックレジスト層、１０６…赤色の有機発光層
、１０７…緑色の有機発光層、１０８…青色の有機発光層、１０９…電子輸送層、１１０
…対向電極、２０２…電荷移動層

【図１】 【図２】
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